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１．概要（Summary） 

新規に開発したオリゴ糖とポリビニルフェロセン

（PVFc）からなるブロック共重合体（BCP）をリソ

グラフィーマスクへ応用することを念頭に、オリゴ糖

と PVFc のエッチング耐性を検討した。それぞれの薄

膜についてエッチング前後の膜厚をエリプソメータ 

(日本分光、M-500S) を用いて測定することで、エッ

チング深さを求めた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エリプソメータ（M-500S） 

反応性イオンエッチング装置（RIE-10NRV） 

 

【実験方法】 

PVFc とマルトトリオース（MT）の溶液をスピンコーティ

ングすることでシリコン基板上に薄膜を形成した。それぞ

れの薄膜に対して酸素プラズマエッチングを 5、20、30 秒

間行った（80 W; RF power, 10 Pa; O2, 75 sccm）。エッ

チング前後の膜厚をエリプソメータ M-500S で測定し、

各エッチング時間におけるエッチング深さを求めた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各エッチング時間における PVFc と MT 薄膜のエッチ

ング深さは Figure 1.のようになった。この結果から、同じ

エッチング条件下では MT が優先的にエッチングされるこ

とが判明した。Figure 1.の結果をもとにエッチレートとエッ

チング耐性比を求めた（Figure 2.）。その結果、PVFc は

MT と比較して最大約２倍のエッチング耐性を有すること

が明らかとなった。この値は、BCP リソグラフィーにおいて

最も一般的に使われている PS-b-PMMA に匹敵する。 

 

Figure 1. Etching profiles of (a) poly(vinylferrocene) 

and maltotoriose thin films under an O2 plasma 

condition. 

 
Figure 2. Etch rate for poly(vinylferrocene) and 

maltotoriose and the etch selectivity. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

エリプソメータの使用方法をご教授いただきまし

た Agus Subagyo 様に感謝申し上げます。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


